




4. セルの製作

4.1 精密加工 

本加速管のセル加工においては鏡面加工に至るまで
の超精密表面処理を行っていない。これはカップリング
が十分に大きく、フィールド分布が加工精度によって大
きく変動しないことから可能なことである。鏡面加工を行
わず、特殊な表面処理を施すことで、比較的高い電場で
も放電しない加速管を試作した。加工したセルを Figure 
9 に示す。 

5. 測定結果

5.1 低電力試験 

ネットワークアナライザーを用いて測定した結果と
MWS で計算した結果を比較した(Table 2)。 

Table 2: Measurement and Simulation Results 

Mode Measurement Simulation

#1 5.0392 5.0405

#2 5.1427 5.1429

#3 5.2964 5.2968

#4 5.4363 5.4357

#5 5.5394 5.5383

5.�� 高電力試験 

試験の様子を Figure 10 に示す。 

Figure 2: Electric gun layout. 

Figure 3: Beam size distribution along longitudinal 
direction. 

Figure 4: Phase distribution of electron beam. 180 degree 
consists with the crest phase for acceleration. 

Figure 5: On axis type accelerator structure. 

Figure 6: Coupling cell structure.



Figure 7: Dispersion relation of the coupling cell. 

Figure 8: PIC simulation result. 

Figure 9: Cavity cells before assemble. 

Figure 10: High-power experiment. 

現在、マグネトロンや高周波輸送系モニタ機器類を装
備して、テストベンチを構築し、さらに後方散乱 X 線イ
メージング実験を行っているところである。装置の現状を
Figure 11 に示す。 

Figure 11: Table-top c-band x-ray emitter system. 

6. おわりに

現在、本稿に記した加速器を用いて高エネルギーX
線を用いた後方散乱 X 線イメージングによる非破壊検
査について様々な試験を行っており、多くの知見が得ら
れつつある。今後、機会があれば本会にて状況報告をし
たい。なお、現在、後方散乱 X 線イメージングに最適化
した加速空洞等の装置改良を進めているところであり、
年度内に実際の試験を実施したいと考えている。
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